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内容概要

　　本书从光催化原理出发，介绍了三氧化钨光催化剂的制备及其在复合、掺杂等条件下光催化性能
的变化，还介绍了三氧化钨光催化剂在染料、造纸等有机污染物处理方面的应用，对于从事光催化材
料及相关应用领域的技术人员有很好的参考价值。
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